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１．概要（Summary）
産業排熱やエネルギーの有効活用を実現するために、

高温で行われていた触媒反応の低温下することは必須の

課題である。従来高温で行われていた反応を、触媒に弱

電場をかけることで低温化に成功した非在来型電場触媒

反応のさらなる研究が必要であると考えられる[1]。特にそ

の中でも本研究では室温域での反応達成を目指している。

室温での反応を可能にすることで、外部からの熱エネル

ギーが必要なくなり、エネルギーの問題に大きな影響を与

えられると考えられる。室温反応実現のために、従来電場

触媒反応で用いられて来た半導体酸化物ではなく、磁性

絶縁体酸化物に注目し実験を行っている。そのなかで、

Pt 電極を設置する必要が生じたため、早稲田大学ナノテ

クノロジーリサーチセンターの微細加工プラットフォームの

設備を利用して Pt 膜の製膜を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

イオンビームスパッタ装置

【実験方法】

磁性酸化物Y3Fe5O12は、Y2O3およびFe2O3をボール

ミルで粉砕混合し、成形後 1673 K で 12時間焼成し作成

した。

作成したサンプルを微細加工プラットフォームに持ち込

み、デュアルビームイオンスパッタ装置を用いてPt膜を製

膜した。Pt 製膜は片面のみに行い、Pt 製膜厚は 15 nm
とした。製膜する際にマスクを行い、1 mm幅で Y3Fe5O12

を露出させた。

３．結果と考察（Results and Discussion）
上記方法で作成したサンプルを 4 端子電極装置に組

み込み実験を行った。装置を Fig. 1 に示す。Pt が製膜

されている間は電気抵抗値が低く、電極間にY3Fe5O12を

挟んだ場合は高くなったため、Pt の製膜は良好に行われ

たと考えられる。これを磁界中に静置し、交流を印加した

が対応する周波数の応答は見られず、活性は発現しなか

った。今回作成したディスクは表面の鏡面研磨を行ってお

らず、Pt/Y3Fe5O12 の界面が滑らかでなく乱雑であること

が推測され、活性が発現しなかったと考えられる。今後は、

作成する酸化物サンプルの表面粗さを最適化することが

必要であることが明らかとなった。

Fig. 1 Device of four-terminal sensing reactor
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